
ペリセアの毛髪への高浸透性と洗浄後の残存性

ペリセアは、短時間の処理で毛髪深部まで
浸透する。
さらに温水洗浄後もペリセアは残存している。

毛髪断面のTOF-SIMS解析
TRIFT III (Physical Electric社製) 
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